
Advanced Direct Injection System

VAPBOX Series

デュアルインジェクションバルブ

2種類のインジェクションバルブでパルス制御を行い、キャリア
ガスと共にファインミストを発生させます。このデザインがヒー
ティングチャンバ内での効率的な気化に有効です。

高温ヒーティングチャンバ

高温のヒーティングチャンバにより、低蒸気圧材料の気化に
有効です。
（VAPBOX 1500 ： Max300℃）

ノンコンタクトベーパライゼーションにより、ヒーティングチャ
ンバでの詰りの低減や気化効率の向上に貢献します。ヒーティ
ングウォールへの接触が少ないため、低蒸気圧材料、溶剤中の
固定材料、熱分解しやすい材料などの気化に有効です。

ノンコンタクトベーパライゼーション

ベーパライザ本体とインジェクションヘッドは容易に分解が
でき、ユーザーご自身にて洗浄して頂くことが可能です。

イージーメンテナンス

ヒートシンクとファンにより、プリカーサはミキシングエリア
にて常温に保たれ気化部前後の予備加熱による熱分解が低減
されます。

クーリングインジェクタ

このベーパライザはオープンループ制御とクローズループ
制御で、使用することが可能です。
例）  オープンループ制御：ALD用途として高い頻度でのバルブ直接開閉制御
       クローズループ制御：連続発生用途として液体流量制御

デュアルバルブコントロールモード

次世代プロセス研究に適した
液体材料気化システム

VAPBOX Seriesは、独自のパルスインジェ
クションによる気化・霧化技術と最適化され
たヒーティングチャンバにより、高い信頼性
と再現性を持った液体材料の気化システム
です。低蒸気圧材料、溶剤中の固体材料、熱
分解しやすい液体材料等の気化に有効で、
常温あるいは常圧におけるミスト発生・供給
も可能です。CVDやALDなどの用途に適し
ており、半導体、コーティング、LCD、超電
導、各種研究開発などの材料・新材料にも
活用する事ができます。また、ユーザ自身に
よるメンテナンスも可能です。
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■仕様
モデル VAPBOX 4000

インジェクションヘッド数量

制御ユニット駆動電源

対象液種

最少制御流量

最大制御流量

最少キャリアガス流量

最大キャリアガス流量

接液、接ガス部材質

ヒーティングゾーン

駆動電源

ヒーター容量

ベーキング温度

使用環境温度

使用温度センサ

温度アラーム

使用圧力

キャリアガス供給圧力

液体材料供給圧力

キャリアガス液体材料差圧

耐圧

外部リークレート

インジェクタシートリーク

継手

外寸  H［mm］ × W［mm］ × D［mm］

ヒーティングチャンバ体積　［cm3］

重量　［kg］ 

VAPBOX 300 VAPBOX 500 VAPBOX 1500

1

1

400 W

220 ℃

熱電対Kタイプ

260 × 150 × 168

300

7.5

1

1

1000 W

250 ℃

熱電対Kタイプ

0.7 MPa（G）

311 × 230 × 213 

500

12

1 .. 2

 

3

1650 W

300 ℃

オプション

334 × 320 × 215

1500

22

低蒸気圧材料、溶媒中の固体材料、熱分解しやすい材料　但し、ステンレスを腐食する材料は除く（ex. HCl、 HF）

0.1 g/min（1インジェクタヘッド）

約 10 g/min（1インジェクタヘッド）、 材料により変わります

0.2 slm（1インジェクタヘッド）

15 slm（1インジェクタヘッド）

ステンレス、 Kalrez（FFKM）、 PA66（インジェクタ）

120 V AC または、240 V AC

10～35 ℃

熱電対Kタイプ（各ヒーティング）

大気～真空　材料により変わります

約 0.35 MPa（abs.）、 min：0.25 MPa（abs.）、 max：0.45 MPa（abs.）

約 0.45 MPa（abs.）、 min：0.35 MPa（abs.）、 max：0.55 MPa（abs.）

約 0.10 MPa（abs.）、 min：0.05 MPa（abs.）、 max：0.20 MPa（abs.）

1×10-8 mbar.l/s 以下

リキッドインジェクタ：1×10 -7 mbar.l/s 以下　　ミックスドインジェクタ：20 sccm 以下

リキッド入口：1/8" VCR Male　キャリアガス入口：1/4" VCR Female 　気化部出口：1/2" VCR Male

1 .. 4

6

2600 W

250 ℃

オプション

N/A

336 × 460 × 315 

4000

30

ICUL（low voltage）： a. 24 V DC（4 A）または、b. 24 V DC（2.5 A）、 +15 V DC（2.0 A）、 -15 V DC（1.0 A） 
 ICUH（high voltage）：110～240 V AC（1.0 A） 
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info.hstec@jp.horiba.com

Kemstream社は、CVD、MOCVD、ALDプロセスなどで必要とされる最先端ダイレクトインジェクションシステムの開発、製造会社です。
Kemstream社製品は、半導体、LED、PV、コーティングその他、多様な市場要求に対応した研究開発、あるいは、生産などのアプリケーションに最適です。

堀場エステックは一部の国※を除いてKemstream社と販売代理店契約を締結しています。　※韓国、ドイツ、オーストリア、チェコ


